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Analyse XPS, a basse temperature

Physique Chimie et Génie des Maténaux
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http://www.mrct.cnrs.fr/PF/transferts.htm
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Silicium monocristallin refroidi a environ
-90°C et autopolarisé négativement
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Mesures a XPS - Orléans

Masque SiO,

. .
LIy

v’ Clivage et transport de I'échantillon
sous azote.

v' Contréle de la concentration en O,
pendant le transfert vers I’XPS du
laboratoire CRMD

v Contr6le du clivage (cliveuse
équipée d’une binoculaire et caméra)
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v Pas d'oxydation sur les zones passivées de la tranchée.
v' Taux d'oxydation trées inférieur a celui de I'oxyde natif.
v' Peu de contamination sur les flancs, peu de fluor.




Les dispositifs expérimentaux

Orfléans

Mesures XPS in situ
Réacteur de gravure a basse température

Bonascre / octobre 2006



Projet OPTIMIST

Procédés plasma — application ‘matériaux’

Equipement gravure plasma — analyse de surface, IMN-Nantes

Ouverture d’'une Plateforme Technique

d’|nvestigation des Mécanismes d’Interaction Plasma-Surface

sur une large gamme de Température
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Projet OPTIMIST

Ouverture d’une Plateforme Technique
d’|nvestigation des Mécanismes d’Interaction Plasma-Surface

sur une large gamme de Température

Financé par Le CORTECH
COmité Ressources et compétences TECHonologiques

(http://www.mrct.cnrs.fr/)
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Atelier OPTIMIST

6 & 7 décembre 2006
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Atelier OPTIMIST

Programme prévisionnel

*Présentation de I’équipement
Démonstration — travaux pratigues
sInterventions d’utilisateurs potentiels
*Modalités d’utilisation d’OPTIMIST

*Questions - discussion
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